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OZET
YAG ICINDE SU EMULSIYONU BILESIMLERI VE BUNUN YAPILMASINA VE
KULLANILMASINA YONELIK YONTEMLER

S5 AlOminin Uretilmesine yonelik bir proseste bir proses akisinin sispanse edilmis kat
iceriginin, akis yad icinde su emllsiyonu bilesimleri ile saglanan silikon igeren

polimerler ile temas ettirilerek azaltiimasidir.
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iISTEMLER

Yag icinde su emdulsiyonu bilegiminin yapilmasina ydnelik bir yontem olup,

ozelligi ydntemin asagidaki adimlar icermesidir:

bir -Si(OR)s; grubunu igeren bir silikon igeren polimeri igeren bir akdz
soliisyonun olusturulmasi, burada R bagimsiz olarak hidrojen, Ci-zo alkil,
C2.20 alkenil, Cg.12 aril, Cr20 aralkil, bir grup | metal iyon, bir grup Il metal
iyon ve NR';ten olusan gruptan segilir; burada R' bagimsiz olarak
hidrojen, Ci2o alkil, Cz0 alkenil, Ce12 aril ve Crop aralkilden olugan
gruptan secilir; ve burada R ve R’ bagimsiz olarak sibstitie edilmemis
veya hidroksi ile substitlie edilmistir; ve

silikon igceren polimeri igeren yad icinde su emidlsiyonu bilesimini

olusturmak lzere akdz soliisyonun bir sirfaktan ve yag ile karistinimasi.

istem 1'e gore bir yéntem olup, dzelligi R'nin Na*, K* ve NH;*'ten olusan gruptan

bagimsiz olarak segilmesidir.

istem 1 veya 2'ye bir ydntem olup, 6zelligi silikon iceren polimerin silikon iceren
bir polietilenimin, bir vinil trietoksisilan kopolimer, bir akrilik asit kopolimeri ve
trietoksisililpropilakrilamid, bir akrilik asit kopolimeri ve ftrietoksivinilsilan, bir
silikon igeren polisakkarit, bir silikon igeren stiren/maleik anhidrit kopolimer, bir
silikon igeren maleik anhidrit/alkil vinil eter kopolimer ve bunlarin

kansimlarindan olusan gruptan secilmesidir.

istemler 1 ila 3'ten herhangi birine gdre bir yéntem olup, ézelligi silikon iceren
polimerin yaklasik 1,000 veya daha fazla agirlikga ortalama molekiler agirhga

sahip olmasidir,

Bir -Si(OR)s grubunu iceren bir silikon igeren polimeri igeren bir yag iginde su
emulsiyonu bilesimi olup, 6zelligi R'nin bagimsiz olarak hidrojen, Ci.z9 alkil, Cz.20
alkenil, Ce.12 aril, C7.20 aralkil, bir grup | metal iyon, bir grup Il metal iyon ve
NR's™ten olusan gruptan secilmesidir; burada R' badimsiz olarak hidrojen, Ci-20
alkil, C..o0 alkenil, Cg.q2 aril ve G730 aralkilden olugsan gruptan segcilir; ve burada

R ve R bagdmsiz olarak slbstitie edilmemis veya hidroksi ile sibstitie



10

15

20

25

30

35

25

edilmistir; bilesim, silikon igeren polimeri igeren akéz sollisyonun yag icinde su
emulsiyonu bilesimini elde etmek lzere bir surfaktan ve yag ile karistirilarak

uretilir.

. Istem 5’e gore bir bilesim olup, dzelligi R'nin Na*, K* ve NH."ten olusan gruptan

bagdimsiz olarak seg¢ilmesidir.

. Iistem 5 veya 6'ya gére bir bilesim olup, dzelligi silikon igeren polimerin silikon

iceren bir polietilenimin, bir vinil trietoksisilan kopolimer, bir akrilik asit
kopolimeri ve trietoksisililpropilakrilamid, bir akrilik asit kopolimeri ve
trietoksivinilsilan, bir silikon iceren polisakkarit, bir silikon igeren stiren/maleik
anhidrit kopolimer, bir silikon iceren maleik anhidrit/alkil vinil eter kopolimer ve

bunlarin karigimlarindan olusan gruptan secilmesidir.

. Istemler 5 ila 7’den herhangi birine gore bir bilesim olup, dzelligi silikon iceren

polimerin yaklasik 1,000 veya daha fazla agirlikga ortalama molekiler agirhga

sahip olmasidir.

. Bir topaklastirma ydntemi olup, 6zelligi asagidaki adimlari igermesidir:

alimin Uretilmesine ydnelik bir proseste istemler 5 ila 8'den herhangi
birine gdre yag icinde su emiilsiyonu bilesimi ile saglanan hir polimerik
topaklastiricinin bir proses akigi ile kanstinilmasi, topaklastirici polimer,
bunun iginde slispanse edilen kati maddelerin en az bir kismini
topaklastirmak Uzere etkili bir miktarda karistirilir, burada suspanse
edilen katilar, kirmizi ¢amur, sodyum aliminosilikatlar, kalsiyum
silikatlar, kalsiyum aliminosilikatlar, titanyum oksitler ve bunlarn

karisimlarindan olusan gruptan segilir.

10.Istem 9'a gore bir yontem olup, dzelliji topaklastirici polimerin, milyon basina

yaklasik 0.1 parga ila milyon basina yaklasik 500 parga araliginda bir miktarda

proses akisl ile kanstinimasidir.

11.Istem 9 veya 10'a gore bir yontem olup, dzelligi proses akisinin sispanse edilen

bir kirmizi gcamur icermesidir.
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12.istemler 9 ila 11°'den herhangi birine gére bir yéntem olup, dzelligi alimin

uretiimesine yénelik prosesin bir Bayer prosesi olmasidir.

13.istemler 9 ila 11’den herhangi birine gére bir yontem olup, dzelligi alimin

Uretiimesine yénelik prosesin bir Sinter prosesi olmasidir.
14.Yaq icinde su emulsiyonu bilesimi olup, 6zelligi asagidaki unsurlan icermesidir:

silikon igeren polimerin en az %8 monomerik birimlerine sahip olan bir
silikon iceren polimer, bir -Si{OR)s grubunu icerir

burada R bagimsiz olarak hidrojen, Ci.zo alkil, Cz2o alkenil, Ce.12 aril, Cr.
20 aralkil, bir grup | metal iyon, bir grup Il metal iyon ve NR's"ten olusan
gruptan secilir; burada R' badimsiz olarak hidrojen, Ciz alkil, Caao
alkenil, Cs.12 aril ve Crzp aralkilden olusan gruptan segcilir; ve burada R
ve R’ badimsiz olarak silbstitiie edilmemis veya hidroksi ile sibstitlie

edilmigtir.

15.Istem 14’e gdre bir bilesim olup, 6zelligi R'nin Na*, K* ve NHs"ten olugan

gruptan bagimsiz olarak secilmesidir.

16.istem 14 veya 15'e gére bir bilesim olup, dzelligi silikon igeren polimerin silikon
iceren bir polietilenimin, bir vinil trietoksisilan kopolimer, bir akrilik asit
kopolimeri ve trietoksisililpropilakrilamid, bir akrililk asit kopolimeri ve
trietoksivinilsilan, bir silikon iceren polisakkarit, bir silikon iceren stiren/maleik
anhidrit kopolimer, bir silikon iceren maleik anhidrit/alkil vinil eter kopolimer ve

bunlarin karigimlarindan olusan gruptan segilmesidir.
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TARIFNAME
YAG ICINDE SU EMULSIYONU BILESIMLERI VE BUNUN YAPILMASINA VE
KULLANILMASINA YONELIK YONTEMLER

Saha

Bu bulus, yag iginde su emdilsiyonu bilesimleri ile ilgilidir. Ozellikle bu bulus, alimin
uretimine yonelik proseste kullanima yonelik silikon igeren polimerlere sahip olan yag

icinde su emlsiyonu bilesimleri ile ilgilidir.
Altyapi

Boksit, neredeyse Uretilen bitun alimin bilesiklerine yonelik bazik ham materyaldir.
Aliminyum bilesiklerin (retimi siirecinde boksit, Bayer prosesi, Sinter prosesi ve
kombinasyonlar ile aliminyum hidroksite rafine edilebilir. Boksitler tipik olarak, gibsitik,
bohmitik ve diasporal olarak bunlarin ana mineralojik bilesenlerine gore siniflandirilir.

Boksitin mineralojik bilesimi, proses ydntemini etkileyebilir.

Boksitin Uretilmesine ydnelik Bayer prosesi sirasinda boksit cevheri, slspansiyon
icinde kalan c¢oziinmeyen safsizhklar iceren asin doymus sodyum aliiminat
soliisyonlarini {yaygin olarak “asirn doymus yesil siv1” olarak refere edilen) elde etmek
uzere kostik solUsyon, diger bir ifadeyle sodyum hidroksit (NaOH) ile yuksek sicaklikta
ve basingta parcalanir. Boksit esas olarak gibsit i¢erdiginde, aliminin boksitten
ozltlenmesi, 100 ila 150°C araliinda sicaklikta elde edilebilir. Ancak boksitin esas
olarak bohmit veya diaspor icermesi halinde aluminin 6zutlenmesi, 200°C'den daha
yuksek sicakliklar gerektirerek daha zor hale gelir. Ayrica, bdhmitik veya diasporik
boksitin  pargalanmasi sirasinda kire¢ eklenmesinin  alimin geri kazanimini

gelistirebildidi iyi bilinir.

Sinter prosesi, yiiksek silika iceren boksitlerin islenmesine yénelik yaygin bir sekilde
kullanilan Bayer prosesine bir alternatiftir veya bir adjuvandir. Sinter prosesinde boksit
(veya Bayer “kirmizi ¢amur™), sodyum aliminat sivisi {ayni zamanda “asin doymus
vesil sivi” olarak refere edilen) ve ¢ozunmez “sinter camuru” dreten NaOH sollUsyonu

ile stizilmesinden dnce soda velveya kireg ile 1200°C'de kalsine edilir.
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Aliimin Uretiimesine ydnelik proses sirasinda olusturulan ¢dziinmeyen kalintilar, diger
bir ifadeyle siilspanse edilmis kati maddeler, demir oksitleri, sodyum aliiminosilikatlari,
kalsiyum aluminosilikatlan, kalsiyum titanat, titanyum dioksiti, kalsiyum silikatlarn ve
diger materyalleri icerir. islem sirasinda eklenen boksit mineralojisi ve kimyasal katki
maddeleri, mevcut kati fazlar Gzerinde bir etkiye sahiptir. Slspanse edilmis kati
maddelerin bunun kaynama noktasina yakin asin doymus yesgil sividan ayriimasi

prosesi, “durultma” olarak bilinir.

Durultma agsamasinda, daha iri kati partikUller genel olarak bir “kum tutucu” siklon ile
uzaklastinlir. Daha ince kati partikilleri sividan ayirmak Gzere sulu karisim normal
olarak, nigasta, un, poliakrilat tuzu polimeri, akrilat tuzu/akrilamid kopolimeri ve/veya
ilave hidroksamik asidi veya tuz gruplarnni iceren suda ¢ézindr polimerler dahil almak
Gzere cesiti yumusaklastine ajanlara bagh olabilen bir topaklastiric) bilesim ile
muamele edildidi bir camur c¢oktlriiciinin merkez gézine beslenir. Camurun
¢oktlrilmesi nedeniyle durultulan yesil sivi, gamur ¢oktiirme tankinin st kisminda bir

setin Gzerinden akar ve sonraki isleme adimina gegirilir.

Bu noktada Sinter prosesi genel olarak kire¢ gibi bir silikatsizlagtirma katki maddesinin,
¢ozun0r silika tdrlerini sividan uzaklastirmak Gzere yesil siviya eklendigi bir diger adinn
gerektirir. Sulu kansim, topaklastiricilar ile muamele edilir ve sodyum aliiminosilikatlar
ve kalsiyum aliminosilikatlari igeren ¢bzinmez silikatsizlagtirma  Grdnlerini

uzaklastirmak Uzere bir silikatsizlastirma ¢oktlriclsiine beslenir.

Camur olarak bilinen, topaklastirma prosedirinden c¢oktdrilen katilar, ¢amur
¢oktiriacunin tabanindan c¢ekilir ve sodyum aluminat ve sodanin geri kazanimia
yonelik bir kargi akim yikama devresi iginden gegirilir. Boksitteki silikatlarin ve titanyum
igeren oksitlerin seviyesine bagli olarak kirmizi gamur ve/veya aluminat sivisi, sodyum
aliminosilikatlar, kalsiyum silikatlar, kalsiyum aliminosilikatlar, kalsiyum titanatlar ve
titanyum dioksit igerebilir. Genel olarak silikatsizlastirma (rlinleri {DSP) olarak refere
edilen bu g¢oziinmeyen materyaller, kirmizi gamur ve/veya aliminat sivisi iginde

sUspanse edilmis olarak kalabilir.

Durulima adiminda, suspanse edilen katilar tercihen, toplam prosesin etkili olmasi
halinde nispeten hizli bir oranda ayirilir. Alimin Gretmek Gzere proseslerde proses

akislarindan sispanse edilen katilarin etkili bir sekilde uzaklastiriimasi, bunlarla sinirh
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olmamak Gzere asagidaki adimlar iceren bircok sekilde gerceklestirilmigtir:
topaklastincilar olarak poliakrilatlarin - kullaniimasi, Bayer alimin geri kazanim
devrelerinde poliakrilatlann  ve nisastanin  kombinasyonlaninin - kullaniimasi; farkl
topaklastirict bilesimler ile Bayer aliimin geri kazanim devresinde farkli agamalarla
islenmesi; suspanse edilen katlann bir Bayer proses akig) hidroksamlanmig
poolimerler ile temas ettirilerek ve karistirilarak Bayer aliimin proses akiglarindan
uzaklastinimasi; ve Bayer alimin proses akislarindan siispanse edilen katilari
uzaklastirmak Gzere hidroksamlanmis polimer emulsiyonlarinin poliakrilat emlsiyonlari
ile karigimlarinin kullaniimasi. Silikon iceren polimerler, su berraklagtirmaya yonelik
aciklanmistir. Ornekler, bunlarla sinirll olmamak lizere asadidakileri icerir: su iginde
suspanse edilen katilan topaklastirmak Uzere silikon igceren aminometilfosfonatlar;
diallidimetilamonyum  halidin  kopolimerleri  ve yagh atikk sularin  emiulsiyon
¢ozllmesinde, mineral sulu kansimlarinin susuz birakilmasinda ve atik sularin
berraklastirimasinda kullanilan bir koagllan olarak ve bir viniltrialkoksisilan; ve iyonik
olmayan, katyonik ve anyonik suda ¢dzinen polimerlerin yapisini modifiye etmek lzere
capraz baflama ajanlan olarak viniltrialkoksisilanlar ve topaklastirici ajanlar olarak
yapisal olarak modifiye edilen polimerlerin kullanimi. Silikon igeren polimerler ayni

zamanda aliminosilikat élgegini kontrol etmek Gzere kullanilir.

US 2008/0257827, Bayer prosesinde kirmizi ¢amur topaklagsmasini gelistirmek (zere

silikon igeren polimerlerin akdz sollsyonlarinin kullanimini agiklar.

GB2315757A, bir silikon polimeri ve bir strfaktan iceren yag icinde su emdlsiyonlarini
aciklar ve bir akdz sollisyonun eklendidi bir silikon polimeri ve bir sirfaktani iceren bir
on karnisim olusturularak yag icinde su emulsiyonunun yapiimasina yonelik bir prosesi
aciklar. US4698178A, bir silikon polimeri ve surfaktan igeren yad iginde su
emdlsiyonlannt aciklar. Agiklanan polioksialkilen-polisiloksan kopolimerleri, mevcut
patentin bagimsiz istemleri 1, 5 ve 14’Unde tanimlananlar olarak herhangi bir grubun -
Si(OR)z gruplarina sahip olmadidi indeksler n, m ve o ile trimetilsilil ug gruplarini ve

tekrarli birim gruplarini gésteren bir formdl ile tanimlanir.

US5883181A, cok kipli ters bir emulsiyon (karsilastirin kolon 4, satir 35-65, istemler)
eklenerek suspanse edilen katilarin topaklastinimasina yonelik bir yontemi ac¢iklar.

Emulsiyon, silikon polimereri (kargilagtirin kolon 4, satirlar 39-64) icerebilir.
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Belirli Bayer velfveya Sinter proses akigslarinda alumin dretmek Gzere proseslerden
suspanse edilmis katilann, dzellikle kalsiyum silikat, kalsiyum aliminosilikat, kalsiyum
titanat ve titanyum dioksit partiklllerinin topaklagmasinin tek basina veya bundan
sonra, akabinde geleneksel bir topaklastirici ile veya bununla iligkili olarak proses
akiginda bir silikon igeren polimere sahip olan yag iginde su emilsiyonu topaklastirici
bilesim eklenerek ve etkili bir sekilde karistirilarak elde edilebilecedi bulunmustur. islem
tipik olarak, ancak her zaman olmamak Uzere, ¢camurun ¢oktlrilmesine yonelik
proseste adim 6ncesinde yapilir ve buylk o6lgide filtrasyona yonelik ihtiyaci azaltabilir.
Slspanse edilen katilann, istenmeyen yabanci maddeleri icerebilmesi nedeniyle,
mevcut bulugun uygulanmasi ile elde edilen suspanse edilen katilardaki indirgemeler
ayni zamanda ortaya ¢ikan alimin drinintn gelistiriimis saflifi ile sonuglanabilir.
YUksek bir silan igerigine sahip olan polimerleri iceren yag iginde su emulsiyonlarinin
hazirlanabilecedi bulunmustur. Yad icinde su emdlsiyonlari, bilinen sollsyonlar ile
karsilastiriidiginda disik donma noktalarina sahiptir ve bu nedenle sivi kalir ve diisik
sicakliklarda kullanilabilirdir. Silan igeren polimerlerin yagd iginde su emiilsiyonlarinin
poliakrilatlar ve/veya hidroksamlanmis poliakrilamidler gibi anyonik polimerler ile basit

bir sekilde karistirilarak herhangi bir oranda kolayca harmanlanabilecedi bulunmusgtur.

Kisa agiklama

Burada agiklanan bir agi, yag iginde su emilsiyonu bilesiminin yapilmasina yonelik bir
yontemdir, yontem asagidaki adimlan igerir: bir -Si(OR)s grubunu igeren bir silikon
iceren polimeri iceren bir akdz soliisyonun olusturulmasi, burada R badimsiz olarak
hidrojen, Cizo alkil, Cs.20 alkenil, Ce12 aril, Cz50 aralkil, bir grup | metal iyon, bir grup Il
metal iyon ve NR';"'ten olusan gruptan segilir; burada R' bagimsiz olarak hidrojen, Ci.2
alkil, Co.20 alkenil, Cs.12 aril ve Crzo aralkilden olusan gruptan segilir; ve burada R ve R’
bagimsiz olarak sibstitie edilmemis veya hidroksi ile sibstitlie edilmistir; ve silikon
iceren polimeri iceren yag iginde su emdllsiyonu bilesimini olusturmak Uizere akdz

soliisyonun bir surfaktan ve yag ile karigtiriimasi.

Burada agiklanan diger bir agi, bir -Si{OR); grubunu iceren bir silikon iceren polimeri
iceren yag i¢inde su emulsiyonu bilesimidir, burada R bagimsiz olarak hidrojen, Cip
alkil, C..20 alkenil, Cg.12 aril, Cr.20 aralkil, bir grup | metal iyon, bir grup Il metal iyon ve

NR';"'ten olusan gruptan segilir; burada R' bagdimsiz olarak hidrojen, Cqzo alkil, Cu.20
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alkenil, Cs.12 aril ve C7.20 aralkilden olusan gruptan secilir; ve burada R ve R’ bagimsiz
olarak sibstitie edilmemis veya hidroksi ile substitie edilmigtir; bilesim, silikon igeren
polimeri iceren akdz solusyonun yag iginde su emulsiyonu bilesimini elde etmek tzere

bir sirfaktan ve yagd ile karigtirilarak Gretilir.

Ancak burada agiklanan diger bir a¢i, asagidaki adimlarn igeren bir topaklastirma
yontemidir: alimin Uretiimesine yonelik bir proseste bir proses akisi ile yukarida
agiklandigi Uzere yag icinde su emilsiyonu bilesimi ile saglanan bir topaklastiric
polimerin karnstinimasi, topaklasgtirici polimer, bunun iginde siUspanse edilen kati
maddelerin en az bir kismini topaklastirmak Gzere yeterli bir miktarda karistinhr,
burada slispanse edilen katilar, kirmizi ¢amur, sodyum aliminosilikatlar, kalsiyum
silikatlar, kalsiyum alliminosilikatlar, titanyum oksitler ve bunlarin karngimlarindan

olusan gruptan segilir.

Burada aciklanan diger bir agi, bir -Si{OR); grubunu igeren en az %8 monomerik birime
sahip olan bir silikon igeren polimeri igeren bir yagd iginde su emulsiyonu bilesimidir,
burada R bagimsiz olarak hidrojen, Ci.zo alkil, C220 alkenil, Cs.12 aril, Cz.z9 aralkil, bir
grup | metal iyon, bir grup Il metal iyon ve NR's"ten olusan gruptan secilir; burada R'
bagimsiz olarak hidrojen, Ci.29 alkil, Cz20 alkenil, Ces.12 aril ve Cr aralkilden olusan
gruptan segcilir; ve burada R ve R’ siibstitle ediimemis veya hidroksi ile sibstitiie

edilmistir.

Bu ve diger acillar asagida daha detayh olarak agiklanir.

Detayh Agiklama

Asagidaki tarifname ve ornekler, detayli olarak mevcut bulusun birgok dizenlemesini
goGsterir. Teknikte uzman kisiler, bunun kapsam ile kapsanan bu bulusun ¢ok sayida
varyasyonlarinin ve modifikasyonlannin bulundugunu bilecektir. Buna gdre buradaki
dizenlemelerin agiklamasinin mevcut bulusun kapsamini sinirlandinyor olarak

varsayllmamasi gerekir.

Cesitli silikon iceren polimerlerin Bayer prosesi ve Sinter prosesi gibi alumin
uretiimesine yonelik proseslerin proses akiglarinda suspanse edilmis katilara yodnelik

topaklastiricilar olarak faydal oldugu bulunmustur.
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Bir dizenleme, bir silikon igeren polimeri i¢eren yag icinde su bilesimini icerir. Yag
icinde su emulsiyonlan (ayn1 zamanda “ters emilsiyonlar” clarak refere edilen), yad
fazina ve bir emdlsiyonlastiricl ajana (bundan sonra bir “stirfaktan” olarak refere edilen)
yonelik akoz bir fazda katyonik, anyonik veya iyonik olmayan silikon igeren polimer, bir
hidrokarbon yagini (bundan sonra “yad” olarak refere edilen) igerir. Burada agiklanan
yag icinde su emililsiyonlan, yag sureklidir ve emilsiyonun dagilan akdz partikiilleri
icinde ¢ozlinen bir silikon igeren polimeri igerir. Ters emilsiyonlar, kesme, dillisyon
veya diger bir slrfaktan (bir “evirici sUrfaktan” olarak refere edilen) tarafindan
partikillerden polimerlerin serbest birakilmasiyla kullanima yoénelik “ters g¢evrilebilir”
veya aktiflegtirilebilir. Bakimiz, evrilmeyi ag¢iklayan U.S. Patent No. 3,734,873. Silikon
iceren polimer genel olarak Boksit cevherinin pargalanmasina ydnelik siispanse edilen
katlarin topaklasmasini gelistirmek Uzere konfiglre edilir. Silikon iceren polimerlerin
ormekleri, ilave silan gruplarina, érnedin buna badlanan Formilin (1) siliko igeren ilave

gruplarina sahip olan polimerleri igerir:

“Si(OR); ()

burada her bir R bagdimsiz olarak, hidrojen, Ci0 alkil, Co20 alkenil, Ce.12 aril, Cr-2
aralkil, bir grup | metal iyon, bhir grup |l metal iyon veya NR's"tir; burada her bir R’
bagimsiz olarak hidrojen, Ci.29 alkil, C2.o0 alkenil, Ce.12 aril ve Cr20 aralkildir; ve burada
her bir R ve R' bagimsiz olarak sibstitlle edilmemis veya hidroksi ile slbstitiie
edilmigtir. R gruplarinin érnekleri, digutk alkil gruplarini, érnegin, Ci alkil gruplan ve

Ci-3 alkil gruplar; fenil, benzil, Na*, K* ve NH4" icerir.

Bazi dizenlemelerde -Si(OR)s: grubu, diger bir ifadeyle Formil |, bir trimetoksisilan
grubu (R = metil) veya bir trietoksisilan grubudur (R = etil). Diger alkil gruplar ayrica,
Formilde () R olarak avantajli bir sekilde kullanilabilir. Burada kullanildigi (izere “alkil”
ifadesi, kapsamh bir ifadedir ve sinirlandirma olmaksizin, bir, iki, Ug, dort, bes, alti,
yedi, sekiz, dokuz veya on karbon atomu igeren, bir diiz zincirli veya dallanmis, siklik
olmayan veya siklik, doymus alifatik hidrokarbona refere edilmesi dahil olmak (zere
genel anlaminda kullanilirken, “alt alkil” ifadesi, alkil ile ayni anlama sahiptir, ancak bir,
iki, Ug, dort, bes veya alti karbon atomu i¢erir. Temsili doymus duz zincirli alkil gruplari,
metil, etil, n-propil, n-butil, n-pentil, n-hekzil ve benzerini icerir. Doymus, dallanmig alkil

gruplarin érnekleri, izopropil, sec-butil, izobutil, ferf-biitil, izopentil ve benzerini icerir.
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Temsili doymus siklik alkil gruplan, siklopropil, siklobdtil, siklopentil, siklohekzil, -CHz
siklopropil, -CH: siklobutil, -CH> siklopentil, -CH> siklohekzil ve benzerini icerir. Siklik
alkil gruplan ayni zamanda, *homaosiklik halkalar” olarak refere edilebilir ve dekalin ve

adamantan gibi di- ve poli-homosiklik halkalari icerebilir.

Doymamus alkil gruplan, bitigikl karbon atomlan (burada sirasiyla bir “alkenil” veya
“alkinil” olarak refere edilen) arasinda en az bir gift veya Uglil bag igerir. Temsili diz
zincirli veya dallanmis alkenil gruplari, etilenil, propilenil, 1-bitenil, 2-bltenil,
izobutilenil, 1-pentenil, 2-pentenil, 3-metil-1-bitenil, 2-metil-2-bitenil, 2, 3-dimetil-2-
bitenil ve benzerini icerir. Temsili diiz zincirli ve dallanmig alkinil gruplan, asetilenil,
propinil, 1-butinil, 2-batinil, 1-pentinil, 2-pentinil, 3-metil-1 butinil ve benzerini icerir.

Temsili doymamis siklik alkil gruplari, siklopentenil ve siklohekzenil ve benzerini igerir.

Sdbstitle edilmemis alkil, alkenil ve alkinil gruplan genel olarak uygun olurken,

substitle edilmis alkil, alkenil ve alkinil gruplari da avantajl bir sekilde kullanilabilir.

Belirli dlizenlemelerde R, bir aril grubu olabilir veya bunu igerebilir. Burada kullanildigi
Gzere “aril” terimi, kapsaml bir ifadedir ve sinirlandirma olmaksizin, fenil veya nattili
gibi bir aromatik karboksilik parganin yani sira aralkil ve alkilaril parcalara refere
edilmesi dahil olmak Uzere bunun klasik anlaminda kullanilir, Burada kullanildigi {izere
“aralkil” ifadesi, kapsamli bir ifadedir ve sinilandirma olmaksizin, benzil, -CHz(1 veya
2-naftil), -(CHz).fenil, -(CHz)sfenil, -CH(fenil); ve benzeri gibi bir aril parcasi ile
degistirilen en az bir alkil hidrojen atomuna sahip olan bir alkile refere edilmesi dahil
olmak Uzere bunun klasik anlaminda kullaniir. Burada kullanildidi tzere “alkilaril”
ifadesi, kapsamli bir ifadedir ve sinidandirma olmaksizin, bir alkil pargasi ile degigtirilen
en az bir aril hidrojen atomuna sahip olan bir arile refere edilmesi dahil olmak lizere
bunun klasik anlaminda kullaniir. Ozellikle tercih edilen aril gruplar, Ce.12 aril ve Cr.

o0 aralkil gruplarini igerir.

Slbstitlle edilmemis alkil veya aril gruplar genel olarak tercih edilirken, belirli
dizenlemelerde substitle edilmis alkil veya aril gruplar, avantajli bir sekilde
kullanilabilir. Burada kullamldigi Uzere “sibstitie edilmig” ifadesi, kapsamli bir ifadedir
ve sinirflandirma olmaksizin, burada en az bir hidrojen atomunun bir slibstitient ile
degistirildigi yukandaki gruplardan herhangi birine (6rnedin alkil, aril) refere edilmesi

dahil olmak Ozere bunun klasik anlaminda kullanilir. Bir keto slbstitient {"-C(=Q)-")
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durumunda iki hidrojen atomu dedistirilir. Sibstitlle edildiginde, tercih edilen
duzenlemenin baglami icerisindeki “substitentler”, halojen, hidroksi, siyano, nitro,
sulfonamid, karboksamid, karboksil, eter, karbonil, amino, alkilamino, dialkilamino,
alkoksi, alkiltiyo, haloalkil ve benzerini igerir. Alternatif olarak R grubunun bir veya daha
fazla karbon atomu, bir heteroatom, érnegin, nitrojen, oksijen veya sulfir ile slbstitle

edilebilir.

Bir diizenlemede -Si(OR)s grubu, silikon igeren polimerin omurgasina bir ilave grup
olarak baglanir. llave -Si(OR)s grubu, silikon igeren polimerin omurgasindaki bir atoma
(érnedin bir karbon atomu) veya uygun bir baglayici grup aracihdiyla polimer
omurgasina dogrudan baglanabilir. Baglayici gruplarin dérnekleri, tam doymus lineer Ci.
g alkil zincirlerin yani sira eter badlan olan alkil zincirlerini (&érnegdin, alkoksi veya
poli(alkoksi) baglayici gruplar) igerir. Diger badlayic) gruplar, amid baglan olan alkil

zincirlerini ve hidroksi siibstitientlerini icerir, drnegdin;

-C(=O)}NH)CH2CH2CH2-

-NHCH,CHOHCH>CCH>CH,CH>-

-NHC(=O)NHCH2CH2CH>-

Bir dizenlemede -Si(OR): grubu, polimer omurgasina ve/veya polimerin uygun
herhangi bir kismina (6rnedin bir u¢ grubu olarak, graft edilmis kisim veya kenar zinciri
Uzerinde veya benzeri) dahil edilir veya buna baglanir. Silikon iceren polimerin belirli
duzenlemelerdinde, -Si(OR): grubuna ek olarak diger ilave gruplarnn iceriimesi
istenebilir. Diger ilave gruplarin érnekleri, -C{(=0)O" veya -C{=0)OH gibi karboksilat
gruplarini, -C{=0)NR'R" gibi amid gruplarini igerir, burada her bir R' ve R” bagimsiz
olarak H, alkil veya alkenil, hidroksamatlanmis gruplar, 6rnegin -C(=O)NHO™ ve amin
gruplari 6rnegin NH: olabilir. Diger ilave gruplar ayrica, teknikte uzman kisi tarafindan

kabul edilecedi lizere kullanilabilir.

Bazi diuzenlemelerde silikon iceren polimerin omurgasi, substitle edilmis etilen
yineleme birimlerini, érnegin, -[CH2C(RH]- icerir, burada R*, burada herhangi bir yerde
aciklandigi Uzere bir baglayici grup ile veya bu olmaksizin bir Si{OR): grubunu veya bir

diger ilave slbstitlenti icerir. Baglayici grubun tek bir tOrd kullanilabilir veya baglayic
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gruplarin kombinasyonlari kullanilabilir. Belirli dUzenlemelerde, etilen yineleme biriminin
ilave hidrojen atomlari, bir ilave silan grubu veya birkag diger ilave grup ile substitie

edilebilir.

Silikon igeren polimer iginde -Si(OR): gruplannin uygun miktarlan, polimerin ve
uygulamanin tiiriine bagh olarak degisiklik gosterebilir. Ornegin bir diizenlemede silikon

igeren polimerin en az %8 monomerik birimleri, bir -Si{OR)s grubunu igerir.

Diger duzenlemelerde silikon igeren polimer, bir -Si(OR})s grubuna sahip olan en az
%10, %12, %15 veya %20 monomerik birime sahip olabilir. Topaklastirici bilegimin
icinde mevcut olan -Si{OR}): gruplarmin yuksek icerigi, topaklastirici bilesimin

topaklastirma faydasini arttirabilir.

Yag iginde su emulsiyonu bilesimi, silikon iceren polimeri iceren bir akdz sollsyon
olusturularak ve akdz sollsyon bir slrfaktan ve yag ile kanstirilarak yapilir, bdylece
silikon igeren polimeri iceren bir yad icinde su emiulsiyonu bilesimi olusturulur. Yag
icinde su emdlsiyonlari, dagilan akdz faz icinde ¢dzinen silikon igeren polimer ile yag

sureklidir.

Silikon iceren polimeri iceren akdz solisyon, cesitli sekillerde yapilabilir. Bir
diizenlemede bir polimer omurgasi, soliisyon polimerizasyonu ile sentezlenir ve silikon
igeren gruplar, solisyonun igine bir reaksiyonlar dizisi ile eklenir. Alternatif olarak
silikon iceren polimer, soliisyonun i¢inde yapilabilir burada silikon igeren bir monomer,

silikon iceren gruplara baglanan polimeri saglamak Gzere kullanilir.

Ornegin bazi dizenlemelerde silikon iceren polimerler, Formiliin (1) -Si(OR); grubunu
igeren bir monomer polimerize edilerek veya bu tlr bir monomer, bir veya daha fazla
ko-monomer ile kopolimerize edilerek yapilabilir. Uygun monomerler, bununla sinirli
olmamak (zere, viniltrietoksisilan, viniltrimetoksisilan, alliltrietoksisilan, bitenil-
trietoksisilan, y-N-akrilamidopropiltrietoksisilan, p-trietoksisililstiren, 2-(metil-
trimetoksisilil) akrilik asit, 2-(metiltrimetoksisilil)-1,4-bitadien, N-trietoksisililpropil-
maleimid ve maleik anhidritin diger reaksiyon Uriinlerini ve bir -Si{OR)s grubu igeren
amino bilesiklerine sahip diger doymamig anhidritleri icerir. Monomerler veya ortaya
¢lkan yineleme birimleri, polimerizasyon oncesinde veya sonrasinda akdz baz ile

hidrolize edilebilir. Uygun komonomerler, bununla sinirll olmamak (zere, vinil asetat,
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akrilonitril, stiren, akrilik asit ve bunun esterleri, akrilamid ve
akrilamidometilpropansulfonik  asit gibi substitlie  edilmis  akrilamidleri  icerir.
Kopolimerler aymi zamanda, poliakrilik  asit-g-poli(viniltrietoksisilan)  veya
poli(vinilasetat-ko-krotonik asit)-g-poli(viniltrietoksisilan) gibi greft kopolimerler olabilir.
Bu paolimerler, aseton, tetrahidrofuran, toluen, ksilen ve benzeri gibi gesitli solventlerden
olusturulabilir. Bazi durumlarda polimer, reaksiyon solventi iginde ¢dzunirdiir ve
solvent c¢ikarilarak uygun bir sekilde geri kazandinlabilir veya polimerin reaksiyon
solventi icinde ¢dzlnir olmamasi halinde Griin, filtrasyon yoluyla uygun bir sekilde geri
kazandirilabilir; ancak herhangi uygun geri kazanim yontemi kullanilabilir. Uyun
baslaticilar, 2,2'azobis-(2,4-dimetilvaleronitril) ve 2,2-azobisizobutironitril,

benzoilperoksit, kimen hidroperoksit ve benzerini igerir.

Baz duzenlemelerde, burada agiklanan silikon igeren polimerler, bir ilave grup veya
mevcut olan bir polimerin atom omurgasi ile reakte clabilen bir reaktif grubun yani sira
bir -Si(CR); grubu igeren bir bilesik reakte edilerek olusturulabilir. Poliaminler, tercih
edilen dizenlemelerde kullanilabilen polimerleri vermek Uzere bir veya daha fazla -
Si(OR)3 grubunu iceren cesitli bilegikler ile reakte edilebilir. Reaktif grup, kloropropil,
bromoetil, klorometil, bromoundesil veya dider uygun grup gibi bir alkil halid grubu
olabilir. Bir veya daha fazla -Si(OR); grubunu igeren bilesik, glisidoksipropil, 1,2-
epoksiamil, 1,2-epoksidesil veya 3,4-epaksisiklo-hekziletil gibi bir epoksi fonksiyonellidi
icerebilir. Reaktif grup ayni zamanda, 3-kloro-2-hidroksipropil gibi bir hidroksil grup ve
bir halid kombinasyonu olabilir. Reaktif parga ayni zamanda, bir Ure bagi olusturmak
Uzere bir amin grubu ile veya bir Gretan bagi olugturmak Uzere bir hidroksil grubu ile
reakle olan izosivanatopropil veya izosiyanatometil gibi bir izosiyanato grubunu
icerebilir. Ek olarak, trietoksisililpropilsiksinik anhidrit gibi silan iceren anhidrit gruplan
kullanilabilir. Reaksiyonlar, saf veya uygun bir solvent icinde gergeklestirilebilir. Ek
olarak, alkil gruplar gibi diger fonksiyonel gruplar, alkil halidler, epoksit veya
izosiyanatlar ile polimer (izerindeki dier amino gruplarn veya nitrojen atomlar reakte
edilerek eklenebilir. Poliaminler, gesitli yontemler ile olusturulabilir. Ornegdin bunlar,
aziridin veya benzer bilesiklerin bir halka agma polimerizasyonu ile olusturulabilir.
Bunlar ayrica, 1,2-dikloroetan, epiklorohidrin, epibromohidrin veya benzer bilesikler gibi
reaklif bilesikler ile amonyak, metilamin, dimetilamin, etilendiamin veya benzeri gibi

aminlerin yogusturma reaksiyonlan ile yapilabilir.

Anhidrit gruplarl igeren polimerler, burada agiklanan silikon igeren polimerlerin
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duzenlemelerini olusturmak Uzere cesitli silikon iceren bilesikler (6rnegin, bir veya daha
fazla -Si{OR)s grubunu iceren) ile reakte edilebilir. Uygun baslangi¢ polimerleri, maleik
anhidrit homopolimeri ve stiren, etilen, metilvinileter ve benzeri gibi monomerleri olan
maleik anhidrit kopolimerlerini igerir. Baglangigc polimeri ayrica, poli(1,4-biitadien)-g-
maleik anhidrit veya polietilen-g-maleik anhidrit veya benzeri gibi bir greft kopolimer
olabilir. Diger uygun anhidrit monomerler, itakonik ve sitrakonik anhidritleri igerir. Uygun
reaklif silan bilesikleri, bunlarla sinifi olmamak (izere, y-aminopropiltrietaksisilan, bis(y-
trietoksisililpropil)amin, N-fenil-y aminopropiltrietoksisilan, p-aminofeniltrietoksisilan, 3-
(m-aminofenoksipropil)-trimetoksisilan, y-aminobutiltrietoksilsilan ve benzerini igerir.
Diger fonksiyonel gruplar, bunun aminler, alkoller ve diger bilesikler ile reakte

edilmesiyle polimere eklenehilir.

Tercih edilen bir dizenlemede silikon igceren polimer, yineleme hirimlerini igerir,
yineleme birimleri, -{[C(R"H-C(R?)H]- yapisina sahip olan birinci bir yineleme birimini ve
bir -[C(R*)H-C(R*)H]- yapisina sahip olan ikinci bir yineleme birimini igerir, burada R' ,
R® ve R' -C(=0O)OR'dir ve burada R?, -C(=O)NH-R'-Si(OR)s'tir ve burada R, grup |
veya grup |l metal iyon, tercihen Na veya K'dir ve R’, 1 ila 12 karbon atomunu, tercihen
2 ila 6 karbon atomunu igeren bir alkilen, daha fazla tercih edildigi Gzere propilendir. Bir
dizenlemede birinci yineleme biriminin miktari, polimer igindeki yineleme birimlerinin
toplam sayisina badh olarak sayica en az yaklagik %5, tercihen en az yaklagik %8°dir.
Polimer, stireni alkil vinil eter ve N-vinilpirolidon gibi vinil monomerlerden turetilen diger

yineleyici birimleri igerebilir.

Tercih edilen diger bir diizenlemede silikon iceren polimer, yineleme birimlerini icerir,
yineleme birimleri, -{[C(R"H-C(R?)H]- yapisina sahip olan birinci bir yineleme birimini ve
bir -[C(R*)H-C(R*)H]- yapisina sahip olan ikinci bir yineleme birimini ve bir -[C(R®)H-
C(R®H]- yapisina sahip olan glincl bir yineleme birimini igerir, burada R', R?, R* ve
R3, -C(=0)OR’dir, burada R2, -C(=O)NH-R'-Si(OR)s'tir, burada R® -C(=O)NR"R™ olur
ve burada R, grup | veya grup Il metal iyon, tercihen Na veya K'dir ve R’, 1 ila 12
karbon atomunu, tercihen 2 ila 6 karbon atomunu igeren bir alkilen, daha fazla tercih
edildigi Uzere propilendir ve burada R”, hidrojen veya bir alkil veya alkenil grubudur ve
R™, tercihen 1 ila 18 karbon atomunu igeren bir alkil veya alkenil grubudur. Polimer,
stiren, alkil vinil eter ve N-vinilpirolidon gibi vinil monomerlerden taretilen diger
yineleyici birimleri i¢erebilir. Bir dizenlemede birinci yineleme biriminin miktar en az

yvaklasik %5, tercihen en az yaklasik %8'dir ve Gclncl yineleme biriminin miktari,
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polimerdeki yineleyici birimlerin toplam sayisina bagll olarak sayica en az yaklagik
%10'dur.

Hidroksil gruplanni iceren polimerler, glisidoksipropiltrimetoksisilian gibi bir epoksi
fonksiyonellidi ile reakte edilebilir. Hidroksil gruplarim igceren polimerlerin 6rnekleni,

nigasta ve hidroksietilseliiloz gibi polisakkaritleri igerir.

Bir diizenlemede silikon igeren polimer, yineleme birimlerini igerir, yineleme birimleri,
bir -[CH.C(R")H]- yapisina sahip olan birinci bir yineleme birimini ve bir --[CH>C(R?)H]-
yapisina sahip olan ikinci bir yineleme birimini icerir, burada R', --C(=0)O" veya -
C(=0)NH: veya bunlarin kombinasyonlaridir ve burada R? -
C(=0O)NHCH.CH,CH2CH,Si(O)a'tir. Bir dlizenlemede ikinci yineleme biriminin miktari,
polimer i¢indeki yineleme birimlerinin toplam sayisina bagh olarak sayica en az

yaklasik %8 6rnegin, en az yaklasik %10°dur.

Diger bir diizenlemede silikon igeren polimer, yineleme birimlerini igerir, yineleme
birimleri, bir -[CH.C(R")H]- yapisina sahip olan istege bagl olarak %0 ila 50 birinci bir
yineleme birimini, bir -[CH.C(R#)H]- yapisina sahip olan istege badh olarak %0 ila 90
ikinci yineleme birimini, -{CH2C(R%H]- yapisina sahip olan istege bagdl olarak %0 ila 60
dglinclh yineleme birimini, -[CH2C(R*)H]- yapisina sahip olan %8 ila 100 dordincl
yineleme birimini ve bir -{CH2C(R%)H]- sahip olan istege bagl olarak %0 ila 30 besinci
yineleme birimini igerir, burada R' C(=0)NHz'dir, R? -C(=0)O"dur, R? -C(=0)NHQ'dur,
R* -NHCHCH(OH)CH,OCHCH>CH,Si(O")s'tiir ve R® NHZ'dir. Bir diizenlemede silikon
iceren polimer, sayica yaklasik %50'ye kadar birinci yineleme birimini, sayica yaklasik
%90'a kadar ikinci yineleme birimini, sayica %60'a kadar ug¢uncu yineleme birimini,
sayica %8 ila %50 ddrduncl yineleme birimini ve sayica %30'a kadar besinci yineleme

birimini igerir.

Bir diizenlemede silikon igeren polimer, yineleme birimlerini igerir, yineleme birimleri,
bir -[CH2C(R")H]- yapisina sahip olan bir birinci yineleme birimini, bir -[CH-C{R?)H]-
yapisina sahip olan bir ikinci yineleme birimini, bir -[CH.C(R®H]- yapisina sahip olan
bir Gglncil yineleme birimini, bir -[CH.C(R*)H]- yapisina sahip olan bir dérdincl
yineleme birimini ve bir -[CH>C(R®)H]- yapisina sahip olan, bir besinci yineleme birimini
igerir, burada R', C(=O)NH:dir, R* -C{(=0)O’dur, R® -C(=O)NHO’dur, R* -
NHC{(=O)NHCH,CH,CH_Si(O");'tiir ve R® -NHz'dir. Bir dlizenlemede birinci yineleme
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birimi ve ikinci yineleme birimi birlikte, sayica yaklasik %65 ila yaklasik %70 yineleme
birimini icerir, G¢lncl yineleme birimi sayica yaklasik %20 ila yaklasik 30 yineleme
birimini icerir ve ddrdanci ve besinci yineleme birimleri birlikte, yineleme birimlerinin

geri kalanini igerir.

Dider bir diizenleme, yapinin (I) bir yineleme birimini, istege bagl olarak yapinin (Il) hir

yineleme birimini ve yapinin (lll) bir yineleme birimini igeren bir polimer saglar.

0 CHEIRN b O HN i CHOHMN R

iy A1 LAl

burada:

Q, H veya yaklasik 1 ila yaklasik 20 karbonu igeren istege bagli olarak substitie
edilmis bir hidrokarbil radikalidir;

Al ve A%nin her biri bagimsiz olarak yaklagik 1 ila yaklagik 20 karbonu igeren
bir dogrudan bag veya bir organik baglama grubudur; ve

R" = H, istede bagh olarak slbstitle edilmis C+-Cx alkil, istege badl olarak
substitlie edilmis Cs-Caz aril, istege bagh olarak sibstitie edilmis C;-Cy aralkil,
istege badll olarak siibstitlie edilmis C2-Coy alkenil, Grup | metal ivon, Grup Il
metal iyon veya NR'tlr, burada her bir R' bagimsiz olarak H, istege bagli
olarak substitlie edilmis C4-Czo alkil, istege bagl olarak substitle edilmis Cs-Ci2
aril, istege badl olarak sibstitle edilmis C7-Cyo aralkil ve iste§e bagh olarak

substitlie edilmis C2-Cyg alkenilden secilir.

“Polimer (P1)" ifadesi, burada yapinin {I} bir yineleme birimini, iste§e bagdli olarak
yapinin {ll) bir yineleme birimini ve yapinin (lll) bir yineleme birimini iceren polimerlere
refere etmek Uzere kullanilabilir. Bir dizenlemede polimer (P1), yapmnin () yineleme
birimlerini icerir, burada R" bir Grup | metal iyon (&rnedin, Na), bir Grup (Il) metal iyon
(domegin, K) velveya NR'; (6rnedin, amonyum) olur. Polimerdeki (P1) yineleme
birimlerinin miktar genis bir aralikta degisebilir. Ornegin bir duzenlemede polimer (P1),

polimerin (P1) igindeki yineleme birimlerinin toplam moline bagh olarak yapinin (l)
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yineleme birimlerinin en az yaklasik 8 mol ylzdesini, tercihen en az yaklagsik 15 mol

yuzdesini icerir.

Yukarida gdsterildigi Ozere polimerdeki (P1) yapilarin (I) ve (ll} yineleme birimleri, her
biri bagimsiz olarak yaklasik 1 ila yaklasik 20 karbon i¢eren bir dogrudan bag veya bir
organik baglama grubu olan A' ve A%y igerir. Uygun organik baglama gruplarinin
drnekleri bunlari igerir, burada A’ ve AZnin her biri bagimsiz olarak -A®-A*-A5- ile temsil

edilir, burada:

A3 = bir dogrudan bag, C=0, istege bagl olarak siibstitlie edilmis C+-C1o alkilen
veya istege hagl olarak sibstitie edilmig Cs-Ci2 arildir;

A* = bir dogrudan bag, O, NR™, amid, (retan veya lre, burada R" H veya C1.3
alkildir; ve

A% = bir dogrudan bag, O, istege bagh olarak siibstitie edilmis C:-Ca alkil,
istee bagh olarak slbstitle edilmis C-Cz alkenil veya istede bagl olarak

substitlie edilmis C7-Czp aralkildir.

Organik baglama gruplan A' ve AZ?nin &drnekleri, -(CHz)s- , -CH(OH)-CH-,-CHa-
CH(OH)-, -CH{OH)-CH;-0-, -CH»-CH(OH)-O-, -CH,-CH(OH)-CH>-O-, -CH;-CH(OH)-
CHz-0-CH:CH2CH2-, -C(=0)-CH{CO:M)-, -C(=0)-CH(CH:CO:M)-, -C(=0)-CH-
CH{CO2M)- ve -C(=0)-NH-CH>CH>CH3- burada M, H’dir, bir metal katyon ornedin Na,
bir amonyum katyon, ornegin tetraalkilamonyum veya NHs veya bir organik grup
ornegin istege bagh olarak slbstitlie edilmig C+-Cyo alkil, istede bagdl olarak stibstitlie
edilmis Cs-Ciaril, istede bagh olarak siibstitie edilmis C7-Coo aralkil veya istege badl
olarak substitie edilmis C,-Cz alkenildir. Tercih edilen bir dizenlemede organik
baglama gruplari A" ve AZnin en az biri, -CHz-CH(OH)-CH;-O-CH,CH,CH,-'dir.

Teknikte uzman Kisiler, Q grubu formunda hidrofobisitinin istege bagh olarak cesitli
sekillerde polimere (P1) dahil edilebilecedini anlayacaktir. Bir diizenlemede Q, istege
badli olarak siibstitlie edilmis C1-Cyo alkil, istege bagh olarak siibstitlie edilmis Cs-C12
aril, istege bagh olarak slbstitlie edilmis C;-Cz aralkil veya istege bagll olarak
sUbstitliie edilmis C>-Cz alkenildir. Q tercihen propil, bitil, pentil, hekzil, 2-etilhekzil,
oktil, desil, C7-Cyo alkilfenil (drmedin, kresil, nonilfenil), setil, oktenil ve oktadesilden
secilir. Bazi duzenlemelerde Q, butil, 2-etilhekzil, fenil, kresil, nonilfenil, setil, oktenil ve
oktadesilden segilir. Bir dizenlemede A?, -CH;-CH(OH)-CH,-O-dur ve Q, Cg-Cug
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alkildir. Dider bir dizenleme en az bir polietileniminin bir polimerik reaksiyon Grdnin,
birinci bir nitrojen-reaktif bilesigini ve istege bagl olarak ikinci bir nitrojen-reaktif
bilesigini iceren bir bilesim saglar, polimerik reaksiyon Gruni en az yaklasik 500’10k ve
tercihen en az yaklasik 2000071k bir adirlik¢a ortalama molekiler adirhga sahiptir,
burada: birinci nitrojen reaktif bilesigi, bir -Si(OR"): grubunu ve bir nitrojen-reaktif
grubunu igerir, hurada R" = H, istege badl olarak sibstitile edilmis C1-Czq alkil, istege
badli olarak siibstitlie edilmis Cs-Cq2 aril, iste§e badll olarak slibstitiie edilmis C7-Cao
aralkil, istege bagh olarak stbstitiie edilmis C2-Caq alkenil, Grup | metal iyon, Grup I
metal iyon veya NR'/tlr, her bir R' bagimsiz olarak H, istege bagh olarak siibstitie
edilmis C4-Cyo alkil, istege bagl olarak substitiie edilmis Ce-C2 aril, istege bagli olarak
substitie edilmis C;-Cy aralkil ve istege bagh olarak substitie edilmis C-Cxp
alkenilden segilir;

ikinci nitrojen-reaktif bilesigi, bir nitrojen-reaktif grubunu igerir ve bir SI{OR")s grubunu
icermez; ve yaklasik 2 ila yaklasik 40 karbonu iceren iste§e badli olarak sibstitie
edilmis bir hidrokarbil radikalini igerir. "PRP1” ifadesi burada bu tir bir polimerik
reaksiyon (rinine refere etmek Udzere kullanilabilir. Lineer veya dallanmis
polietilenimin, PRP1 vyapmak U(zere kullanilabilir, burada dallanmig polietileniminin
yapisl, teknikte uzman bir kisi tarafindan anlasilabilecegdi Gzere asadida gdsterilen bagi

icerir.

—— CHLHN——
CHCHNH—

Cesitli Si-igeren nitrojen reaktif bilegenler, PRP1 yapmak tzere kullanilabilir. Uygun Si-
iceren nitrojen-reaktif bilesikleri, drnegin uygun bir sekilde konfigiire edilen halid, silfat,
epoksit, izosiyanat, anhidrit, karboksilik asit ve/veya asit klorid fonksiyonelligini igeren
bir nitrojen-reaktif grubunu icerir. Uygun nitrojen-reaktif gruplarinin érnekleri, alkil halid
(6rnegin, kloropropil, bromoetil, klorometil ve bromoundesil) epoksi (Grnegin,
glisidoksipropil, 1,2-epoksiamil, 1,2-epoksidesil veya 3,4-epoksisiklohekziletil),
izosiyanat (6rnegin, bir Ure bagi olusturmak lzere reakte olan izosiyanatopropil veya
izosiyanatometil), anhidrit (6rnedin, malonik anhidrit, slksinik anhidrit) ve bu tar
gruplarin kombinasyonlan émegin 3-kloro-2-hidroksipropil gibi bir hidroksil grubu ve bir
halidin bir kombinasyonunu igerir. Trietoksisililpropilsiiksinik anhidrid, glisidoksipropil
trimetoksisilan ve kloropropil trimetaksisilan, bir -Si(OR™); grubunu ve bir nitrojen-reaktif

grubunu igeren nitrojen-reaktif bilesiklerine ornektir. Bu tlr birgok bilesik, teknikte
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uzman Kigiler tarafindan bilinir, bakiniz édmegin referans ile ve &zellikle bu tir
bilegiklerin ve bunlann polimerlere dahil edilmesine yonelik yontemlerin agiklanmasi

amacina yonelik buraya dahil edilen U.S. Patent No. 6,814,873.

Bir nitrojen-reaktif grubunu igeren ve bir Si(OR"): grubunu igermeyen cesitli nitrojen-
reaktif bilesikler, PRP1 yapmak (zere kullanilabilir. Uygun nitrojen-reaktif bilesikler,
yukarnida bahsedilen nitrojen-reaktif gruplarin hir veya daha fazlasini igerenleri igerir. Bir
nitrojen-reaktif grubunu iceren ve bir Si(OR")s grubunu igermeyen nitrojen-reaktif
bilesiklerin &érekleri, C+-Czo alkil halidler (6rnegin, alkillerin kloridleri, bromidleri ve
iyodidleri drnegdin metil, etil, propil, batil, pentil, hekzil ve oktil), alkeni halidler drnegin
allil klorid, aralkil halidler érnegin benzil klorid, alkil sulfatlar 6rmegin dimetil silfat, en az
bir epoksit grubunu iceren bilesikler (6rnegdin, glisidil alkolleri, fenoller ve aminler) ve bir
anhidrit grubunu igeren bilesikler drnegdin, alkenil malonik anhidritler ve/veya alkenil
sUksinik anhidritleri icerir. Tercih edilen ikinci nitrojen-reaktif bilegiklerinin érneklerd,
dimetil sdllfat, klorooktan, klorohekzan, benzil klorid, epiklorohidrin, glisidil 4-
nonilfenileter, bitil glisidil eter, 2-etilhekzil glisidil eter, fenil glisidil eter, Cs-C1o alkil
glisidil eter, kresil glisidil eter, oktenilsiiksinik anhidrid ve oktadesenilsiksinil anhidriti
icerir. Bazi dizenlemelerde ikinci nitrojen-reaktif bilesidi (bir nitrojen-reaktif grubunu
iceren ve bir Si(OR"): grubunu igermeyen), birbiri ile ayni veya farkli olabilen en az iki

nitrojen-reaktif fonksiyonellidini icerir.

Burada agiklanan polimerler ve bilesimler, gesitli sekillerde yapilabilir. Ornegin PRP1
ve polimer (P1), bu materyallerin yukarida agiklandigi gibi olmasi nedeniyle
polietilenimin, birinci bir nitrojen-reaktif bilesidi ve istege badh olarak ikinci bir nitrojen-
reaktif bilesigi uygun kosullar altinda, herhangi bir sirada reakte edilerek hazirlanabilir.
Polietilenimin, birinci nitrojen-reaktif bilesigi ve ikinci nitrojen-reaktif bilegiginin her
birinin belirdi bilegiklerin bir karigsimini igerebilecedi anlagilacaktir. Teknikte uzman
kisiler, uygun reaksiyon kosullarini tanimlayabilir ve burada saglanan kilavuz tarafindan
bilgisi verilen rutin deneyler kullanilarak ¢ok gesitli polimerleri ve bilesimleri (6rnegdin

PRP1 ve polimer (P1) hazirlayabilir.

Burada sadlanan kilavuz ile bilgisi verilen rutin deney, drnedin siispanse edilen katilar
topaklastirmak Gzere etkili olan bir polimer yapmak Uzere bunun bir polimer omurgasi,
molekdler agirhgi, silikon iceren grubu ve miktan segilerek belirli bir uygulamaya

yonelik etkili olan bir silikon iceren polimeri secmek (izere kullanilabilir. Ornegin burada



10

15

20

25

30

35

17

saflanan kilavuz ile bilgisi verilen rutin deney, polimeri konfiglire etmek (zere
kullanilabilir baylece silikon iceren gruplar, silikon i¢eren polimerin sispanse edilen

katilan topaklagtirma yetenegini gelistirir.

Burada saglanan kilavuz ile bilgisi verilen rutin deney, uygun bir molekuler agiriga
sahip olan silikon iceren polimeri segmek (izere kullanilabilir. Omegin, silikon igeren
polimerin molekuler agirfigi, genis bir aralikta, 6megin yaklasik 1,000 ila yaklasik 15
milyon araliginda degisiklik gosterebilir. Bazi diizenlemelerde silikon igeren polimerin
molekiler agirhdi, yaklasik 10,000 veya daha fazla veya yaklagik 100,000 veya daha
fazla, érnegin yaklagik 10,000 ila yaklasik 10 milyon, drnedin yaklasik 100,000 ila
yvaklagik 5 milyon araligindadir. Burada aciklandigi uzere molekuler agirliklar, aksi
belirtiimedidi slrece yuksek basingh buydklik diglanimh kromatografi (1sik saginim
saptamasi) ile belirlendidi Gzere agirhk ortalamalandir. Silikon igeren polimer, silikon
iceren bir polietilenimin, bir vinil trietoksisilan kopolimer, bir akrilik asit kopolimeri ve
trietoksisililpropilakrilamid, bir akrilik asit kopolimeri ve trietoksivinilsilan, bir silikon
igeren polisakkarit {rnegin, bir silikon igeren nisasta veya bir silikon igeren selliloz
drnegin hidroksietilsellloz), bir silikon igeren stiren/maleik anhidrit kopolimer, bir silikon
iceren modifive edilmis stiren-maleik anhidrit kopolimer, bir silikon iceren maleik
anhidrit/alkil vinil eter kopolimer (6rnedin, bir silikon igeren maleik anhidritmetil vinil
eter kopolimer) veya bunlarin kansimlart ve tuzlan ve bunlann kansimlarindan

secilebilir.

Yag icinde su emilsiyonu bilesimi olusturmak zerek silikon iceren polimeri igeren akoz
solusyon, bir sirfaktan ve yad ile karistinlir. Burada kullanildi§l Gzere “kargtirma”
ifadesi genel olarak fiziksel uyarma ile veya bu olmadan dmegin mekanik karistirma,
¢alkalama, homojenlestirme ve benzeri ile maddelerin  harmanlanmas) veya
karistirnimasiyla bir bilesim veya sollsyon gibi bir maddenin dider maddeyle herhangi
bir sekilde temas ettirimesine refere eder. Yag icinde su emulsiyonu bilesimlerilerinin
yaplimasina yonelik faydall olan uygun sdrfaktanlar (diger bir ifadeyle
emllsiyonlastiricilar veya emullsiyonlastirici ajanlar) genel olarak ticari olarak temin
edilebilir ve North American Edition of McCutcheon's Fmulsifiers & Defergents iginde
derlenenleri icerir. Silikon iceren polimere sahip olan akdz sollsyonun
emulsifikasyonuna yonelik o6zellikle uygun olan surfaktanlar, dmegin etoksillenmig

aminler ve etoksilatlanmig alkoller gibi alkalin hidrolizine stabil olan bu surfaktanlardir.
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Sdrfaktanlarin spesifik &rnekleri, bunlarla sinirl olmamak (zere Lumulse POE(2)
(Lambent Technologies, Gurnee, IL'den temin edilen oleil/amin/etilen oksit reaksiyon
urund) ve Hypermer A60 (Croda of Edison, NJ'den temin edilen polimerik surfaktan)
icerir. Yag, bunlarla siirh olmamak Ozere izoparafinik, normal veya siklik
hidrokarbonlar), dérnedin benzen, ksilen, toluen, yakit yagi, kerosen, kokusuz mineral
ruhlari ve bunlarin kangimlarini igeren bir emdlsiyon olusturmak (zere uygun olan
herhangi bir hidrokarbon yagi olabilir. Belirli bir ormek, (Exxon Mobil Chemical

Companies, Houston TX'ten temin edilen) Exxsol D-8C yagini igerir.

Silikon iceren polimeri iceren akdz solilsyon, yag icinde su emdlsiyonu olusturmak
uzere yeterli miktarlarda ve oranlarda surfaktan ve yad ile kangtinhr. Akdz fazin
hidrokarhon fazina agirlk orani genis capta degisiklik gotsterebilir, yaklasik 4:1 ila

yaklasik 1:1 aralidinda adirlik oranlan tipik olarak uygundur.

Teknikte uzman kisiler, burada aciklandigi (zere bir yad icinde su emilsiyonu
bilesiminin ilave bilesenleri igerebilecegini anlayacaktir. ilave bilesenlerin érneklerleri,
su, tuzlar, stabilize ediciler ve pH ayarlama ajanlarini, ayrica DSP ve Bayer prosesi

kirmizi camur gibi icerik maddelerini icerir.

Burada aciklanan yad icinde su emllsiyonu bilesimleri, topaklastincilar olarak
faydalidir. Ornegdin bir diizenleme, burada aciklandig! tizere yag icinde su emdilsiyonu
bilesiminin aliiminin islenmesine yonelik bir proseste bir proses akisi ile karistirimasini
iceren bir topaklastirma yodntemi saglar. Yag icinde su bilesimi, proses akisinda
sispanse edilen katilarin en az bir kismini topaklastirmak (zere etkili bir miktarda
kanstinlir. Stspanse edilen katillar, 6érnegin kirmizi camur, sodyum aliminosilikatlar,
kalsiyum silikatlar, kalsiyum aliminosilikatlar, titanyum oksitler ve bunlarnn karigimlarini
icerebilir, Topaklastiriimis slispanse edilmis katilarin en az bir kismi, proses akisindan

ayrilabilir,

Bir dlizenleme, bir proses akisinda slspanse edilen katilarin seviyesinin azaltiimasina
yonelik bir yontem sadlar bdylece agiklanan yag iginde su emdlsiyonu bilesimi,
sispanse edilen katilan etkili bir gsekilde topaklastirmak amaciyla tek basina, akabinde
geleneksel bir topaklastincidan sanra veya bununla iligkili olarak eklenir boylece bunlar

proses akigindan uygun bir sekilde aynlabilir. Suspanse edilen kati icerigindeki
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indirgeme miktarn &lctlebilir ve genel olarak teknidin durumu alimin prosesi

numunelerini iceren kontroller ile karsilastinlabilir.

Tek basina veya geleneksel bir topaklastirici ile baglantih olarak kullanildiginda bir
proses akisindaki katilarin belirli bir tirOnU topaklastirmak Gzere etkili olan yag icinde
su bilesimlerinin miktan, burada saglanan kilavuz ile bilgisi verilen rutin deney ile
belirlenebilir. Bir drnekte yag iginde su emilsiyonu bilesimi, proses akigina milyon
basina yaklasik 0.1 parca ila milyon basina yaklasik 500 parga araliginda bir miktarda

eklenir.

Burada aciklanan yag icinde su emulsiyonu ile saglanan polimer topaklastiricinin
miktari genel olarak ton basina katilanin (kuru baz) yaklagik 0.01 Ib. ila yaklagik 40 Ibs
topaklastiricisi aralidindadir, 6rnegin yaklasik 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 veya
0.9 |b. ila yaklasik 15, 20, 25, 30 veya 35 Ibs’lik ¢esitli araliklardadir. Teknikte uzman
kisiler, yukanda bahsedilenlerin, belirtilen degderlerin her biri arasinda araliklarin
acgiklamasini sagladigini kabul edecektir ve bdylece ornedin yag iginde su bilesiminin
katlarin (kuru baz) tonu bagina yaklasik 1 Ib. ila yaklasik 10 Ib. Topaklagtirici
araliinda bir topaklastirici polimer miktari sadlamak Gzere kullanilabilecegini

anlayacaktir.

Ticari tesis igletim baglaminda yag iginde su emdlsiyonlarinin akdz ortama
eklenmesiyle yapilan polimerik topaklastincinin solisyonlar veya yad iginde su
emiulsiyonu bilesimlerinin kendileri ¢éktiriici beslemesine eklenebilir. Alternatif olarak
vaj icinde su emiisiyonlarinin akdéz ortama eklenmesiyle vyapilan polimerik
topaklastincinin solusyonlari veya yag icinde su emulsiyonu bilegsimlerinin kendileri,
birincil bir ¢okturicuden tagsmak uUzere veya pargalayicilardan bosalmak Uzere
eklenebilir. Ya§ iginde su emdlsiyonu bilesimleri ayni zamanda c¢amur yikama
devresinde camurlann ¢dktirOlmesinde kullanilabilir. Yad iginde su emilsiyonu
bilesimleri ve bundan yapilan akdz solUsyonlar, tek basina veya dider proses
kimyasallari ile kombinasyon halinde avantajli bir sekilde ticari tesis isleminde diger

noktalarda eklenebilir.

Buradaki agiklamaya gore yag icinde su emdlsiyonu bilesimlerinin spesifik émekleri,
asagidaki Omeklerde aciklanir. Ornekler, burada acgiklanan yag icinde su emulsiyonu

bilesimlerinin kapsamini Kisitlamay) amaclamaz. Ozellikte teknikte uzman kisi, evirici
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sirfaktanin yapisinin ve miktarinin, yag icinde su emilsiyonun akz ortama eklenmesi
uzerinde evrilme orani gibi istenen ozellikleri elde etmek lzere belirlenenden farkhhk
go6sterebilecegini ve bu tur bir varyasyonun spesifik akdz bilegimine bagli olabilecegini
anlayacaktir. Evirici strfaktanin, yag icinde su emiilsiyonu i¢ginde bunun eklenmesine
bir alternatif olarak evriimeyi etkilemek Uzere yag iginde su emulsiyonundan dnce veya

bununla birlikte akdz ortama eklenebilecedi 6ngorildr.

ORNEKLER

Ornek 1: Bir silikon igeren polimer soliisyonunun (silikon igeren polimerin Na*

formu) hazirlanigi

Bir reaktor, toluen iginde bir 14.85g malik anhidrit ve 15.15g stiren soliisyonu ile
yUklenmistir. Reaksiyonun icerikleri, proses boyunca mekanik olarak karnstinimistir,
Solisyon, 70°C’ve sitilirken nitrojen ile dagitilarak 45 dakikallk slre [(izerinde
oksijenden arindinlmistir. 7.5g toluen iginde 0.45g laurik peroksitin oksijenden
arindirlan bir solisyonu, sicakhdin artmasina neden olacak sekilde bir egzotermik
reaksiyan olan polimerizasyonu baslatmak Gzere eklenmistir. Reaksiyon, gerekli oldugu
uzere sogutularak veya isitilarak 1.5 saatlik slre (zerinde 73-77°C'de muhafaza
edilmistir. 1.5 saat sonra 63.44g toluen, akabhinde 3.75g toluen icinde 0.22g laurik

peroksitin bir sollsyonu reaksiyona eklenmistir.

Reaksiyon, 100-105°C'ye isitilmistir, 1 saat boyunca burada tutulmustur ve akabinde
50°C’ye sodutulmustur. 48.09g toluen iginde bir 10.16g (3-aminopropil)trietoksisilan ve
0.77g dipropilamin solisyonu eklenmistir ve reaksiyon, 100-103°C’ye 1sitilmistir ve 0.5
saat boyunca burada tutulmustur. 40°C’ye sogutulduktan sonra %4 w/w akdz sodyum
hidroksit solUsyonunun 386.12g’si, reaksiyona damlatilarak eklenmistir. Bu eklemeden
sonra sicakhk, toluenin saydam bir Ost katmanini ve sute benzer bir taman akdz
katmanini ortaya gikarmak Uzere bir saat daha 40°C'de muhafaza edilmistir. Taban
akdz katmani ayrilmistir ve akabinde nihai olarak 282 g bir akdz silikon iceren polimer
solisyonu Uretmek Uzere bir miktar suyu ve tim tolueni uzaklagtirmak lzere 60°C’'de

vakumla kanstiriimistir.

Ornek 2: Bir silikon igeren polimer soliisyonunun (silikon igeren polimerin K*

formu) hazirlanigi
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Silikon iceren polimerin potasyum (K+) formunun hazirlanigi, %4 NaOH solusyonunun
eklenmesinin yerine %7 w/w akoz potasyum hidroksitinin (KOH) 309.5g’sinin eklenmesi

haricinde érnek 1°de oldudu gibi gerceklestirilmistir.

Ornek 3: Silikon igeren polimerin bir emiilsiyonunun (silikon igeren polimerin Na*

formu) hazirlanigi

Silikon igeren polimerin bir emiilsiyonunu olugturmak Gzere Ornek 1'den elde edilen
70g silikon iceren polimer sollisyonu, karistirilarak 22.75g Exxsol D-80 yagdi (Exxon
Mobil Chemical Company, Houston TX'ten temin edilen) icinde bir 1.93g Lumulse
POE(2) (Lambent Technologies of Gumnee, IL'den temin edilen oleilamin/etilen oksit
reaksiyon Urdnu) solusyonuna eklenmistir. Taginabilir bir homojenlestirici akabinde
karisima yerlestiriimistir ve dokOlebilir opak bir beyaz yagd icinde su emilsiyonu
olusturmak dzere 30 saniye boyunca HI (10,000 rpm) (zerinde c¢alstinimistir.
Homojenlestirici, BioSpec Products of Bartlesville, Cklahoma tarafindan temin edilen
"BioHomogenizer” Grliin adi olan doner-statér tipindedir.

Homojenlestirmeden sonra 1.44g Surfonic N-85 (Huntsman Performance Products of
The Woodlands, Texas tarafindan temin edilen) evirici sirfaktan, formilasyonu
tamamlamak Gzere 350rpm’de emiulsiyon mekanik olarak kanstinlirken damlatilarak

eklenmistir.

Ornek 4: Silikon igeren polimerin bir emiilsiyonunun (silikon igeren polimerin Na*

formu) hazirlanigi

Silikon iceren polimerin bir emilsiyonunu olusturmak Gzere Ornek 1'den elde edilen
40g silikon igeren polimer sollusyonu, karistinlarak 12.96g Exxsol D-80 yagl (Exxon
Mobil Chemical Company, Houston TX'ten temin edilen) iginde bir 0.86g Hypermer A60
(Croda of Edison, NJ'den temin edilen polimerik siirfaktan) soliisyonuna eklenmistir.
Tasinabilir bir homojenlestirici akabinde karisima yerlestiriimistir ve dokulebilir opak bir
beyaz yag icinde su emdlsiyonu olusturmak (izere 30 saniye boyunca HI (10,000 rpm)
Uzerinde calstirilimistir. Homojenlestirici, BioSpec Products of Bartlesville, Oklahoma

tarafindan temin edilen "BioHomogenizer” Gran adi olan doner-statér tipindedir.
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Ornek 5: Silikon igeren polimerin bir emiilsiyonunun (silikon igeren polimerin K*

formu) hazirlanigi

Silikon iceren polimerin bir emilsiyonunu olusturmak Gzere Ornek 2'den elde edilen
70g polimer solusyonu, kanstirilarak 22.75g Exxsol D-80 yadi (Exxon Mobil Chemical
Company, Houston TX'ten temin edilen) iginde bir 1.93g Lumulse POE(2) (Lambent
Technologies of Gurnee, IL’den temin edilen oleilamin/etilen oksit reaksiyon Urind)
soliisyonuna eklenmistir.

Tasinabilir bir homojenlestirici akabinde karisima yerlestiriimistir ve dokilebilir opak bir
beyaz yag icinde su emilsiyonu olusturmak tzere 30 saniye boyunca HI (10,000 rpm)
uzerinde cahgtinlmigtir. Homojenlestirici, BioSpec Products of Bartlesville, Oklahoma
tarafindan temin edilen "BioHomogenizer® Grin adi olan ddbner-statér tipindedir.
Homojenlestirmeden sonra 1.44g Surfonic N-95 (Huntsman Performance Products of
The Woodlands, Texas tarafindan temin edilen) evirici slirfaktan, formilasyonu
tamamlamak Uzere 350rpm’de emiilsiyon mekanik olarak karistiriirken damlatilarak

eklenmigtir.

Ornek 6: Bir silikon igeren PEI-bazli polimer soliisyonunun hazirlanis

Bir reaktdr, 44g Epomin P-1050 (Nippon Shokubai tarafindan ticari olarak temin
edilebilen agirdikga %50 akdz polietilenimin PEI sollisyonu) ve 522.8g su sollsyonu ile
yiklenmistir. Adirhkca %50 akoz sodyum hidroksit sollsyonunun 64.94g miktar
sicaklik 40C'yi asmayacak sekilde bir hizda kanstirilarak yavasca eklenmigtir.
Akabinde 3-glisidiloksipropiltrimetoksisilanin 42.24g miktar, sicaklik 40C’yi asmayacak
sekilde bir hizda kangtinlarak  yavasca  eklenmigtir. Ekleme  igleminin

tamamlanmasindan sonra solusyon, ada sicaklidinda 6 saat daha karigtirilmigtir.

Ornek 7: Silikon igeren PEl-bazli polimer soliisyonunun bir emiilsiyonunun

hazirlanisi

Silikon igeren polimerin bir emiilsiyonunu olugturmak lzere Ornek 6'den elde edilen
30g silikon iceren polimer sollsyonu, karistirlarak 9.75g Exxsol D-80 yadi (Exxon
Mobil Chemical Company, Houston TX'ten temin edilen) icinde bir 0.83g Lumulse
POE(2) (Lambent Technologies of Gumee, IL'den temin edilen oleilamin/etilen oksit

reaksiyon (rlind) solisyonuna eklenmigtir. Tasinabilir bir homaojenlestirici akabinde
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karisima yerlestirilmistir ve dékilebilir opak bir beyaz yad iginde su emiilsiyonu
olusturmak uzere 30 saniye boyunca HI (10,600 rpm) Gzerinde cahstinlmigtir.
Homojenlestirici, BioSpec Products of Bartlesville, Oklahoma tarafindan temin edilen
"BioHomogenizer” rlin adi olan ddner-statér tipindedir.

Homojenlestirmeden sonra 0.62g Surfonic N-95 (Huntsman Performance Products of
The Woodlands, Texas tarafindan temin edilen) evirici siifaktan, formilasyonu
tamamlamak Gzere emulsiyon mekanik olarak karistinlirken damlatilarak eklenmistir.
Burada kullanildig lzere “igeren” ifadesi, “dahil eden”, “*kapsayan” veya “karakterize
edilen” ile esanlamhdir ve kapsamhdir veya acik ugludur ve ilave, anlatimayan
elemanlar veya ydntem adimlarini hari¢ tutmaz.

Spesifikasyon ve istemlerde kullanilan icerik maddelerinin miktarlarini, reaksiyon
kosullarini ve benzerini ifade eden tim sayilarin “yaklasik” ifadesi ile bitln drneklerde
modifiye edilebilecedi anlasilacaktir. Buna gore aksi belirtiimedidi surece, spesifikasyon
ve ekli istemlerde ortaya konan sayisal parametreler, mevcut bulus ile elde edilmek
istenen Ozelliklere bagdll olarak degisebilen yaklasik degerlerdir. En azindan ve
istemlerin kapsamina esdeger doktrinlerin uygulanmasini kisittama amaci olmadan,
her bir sayisal parametrenin dnemli rakamlann sayisi ve normal yuvarlama
yaklagimlar 1s1dinda olusturulmasi gerekir.

Yukarndaki tarifname, mevcut bulusun birkag yontemini ve materyalini agiklar. Bu bulus,
yontemlerde ve materyallerde modifikasyonlarin ayrica lOretme ydntemlerinde ve
ekipmanindaki degisikliklere elveriglidir. Bu tir modifikasyonlar, bu agiklamanin
degerlendiriimesi veya burada agiklanan bulusun uygulanmasindan teknikte uzman

kisilere yonelik belirgin hale gelecekiir.



